














专利名称(译) 修复修复装置

公开(公告)号 US20050113849A1 公开(公告)日 2005-05-26

申请号 US10/723720 申请日 2003-11-26

[标]申请(专利权)人(译) POPADIUK NICHOLAS
EGIDIO多米尼克
KEILMAN KENNETH

申请(专利权)人(译) POPADIUK NICHOLAS
EGIDIO多米尼克
KEILMAN KENNETH

当前申请(专利权)人(译) ETHICON INC.

[标]发明人 POPADIUK NICHOLAS
EGIDIO DOMINICK
KEILMAN KENNETH

发明人 POPADIUK, NICHOLAS
EGIDIO, DOMINICK
KEILMAN, KENNETH

IPC分类号 A61L27/00 A61F2/02 A61L31/14 A61B17/08

CPC分类号 A61F2/0063 A61L31/148 A61L31/146 A61F2250/003

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种假体修复装置，包括不可吸收的材料，具有第一吸收率的第一可吸
收材料和具有比第一吸收率更快的吸收率的第二可吸收材料。或者，不
可吸收的材料用具有第一吸收率的第一可吸收组分包封。
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